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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成25年1月24日(2013.1.24)

【公開番号】特開2010-235444(P2010-235444A)
【公開日】平成22年10月21日(2010.10.21)
【年通号数】公開・登録公報2010-042
【出願番号】特願2010-148885(P2010-148885)
【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｃ   3/091    (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1333   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｃ   3/091   　　　　
   Ｇ０２Ｆ   1/1333  ５００　

【手続補正書】
【提出日】平成24年11月30日(2012.11.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス原料バッチを溶融および清澄して、質量％表示で、
　　ＳｉＯ２ 　　５０～７０％、
　　Ｂ２Ｏ３　　　　５～１８％、
　　Ａｌ２Ｏ３　　１０～２５％、
　　ＭｇＯ　　　　０～１０％、
　　ＣａＯ　　　　０～２０％、
　　ＳｒＯ　　　　０～２０％、
　　ＢａＯ　　　　０～１０％、
　　ＲＯ　　　　　５～２０％
（ただしＲはＭｇ、Ｃａ、ＳｒおよびＢａから選ばれる少なくとも１種である）、
　　Ｒ’２Ｏ　　　　０．２０％以上２．０％以下
（ただしＲ’はＬｉ、ＮａおよびＫから選ばれる少なくとも１種である）
を含むとともに、
溶融ガラス中で価数変動する金属の酸化物を合計で０．０５～１．５％含み、
Ａｓ２Ｏ３、Ｓｂ２Ｏ３およびＰｂＯを実質的に含まないガラスを製造し、得られたガラ
スを薄板状に加工して、表示装置用ガラス基板を製造することを特徴とする表示装置用ガ
ラス基板の製造方法。
【請求項２】
　ガラスが、質量％表示で、
　　ＳｉＯ２ 　　５５～６５％、
　　Ｂ２Ｏ３　　　１０～１４％、
　　Ａｌ２Ｏ３　　１５～１９％、
　　ＭｇＯ　　　　 １～３％、
　　ＣａＯ　　　 　４～７％、
　　ＳｒＯ　　　　 １～４％、
　　ＢａＯ　　　 　０～２％、
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　　ＲＯ　　　　 　６～１６％
（ただしＲはＭｇ、Ｃａ、ＳｒおよびＢａから選ばれる少なくとも１種である）、
　　Ｒ’２Ｏ　　　　０．２０％以上２．０％以下
（ただしＲ’はＬｉ、ＮａおよびＫから選ばれる少なくとも１種である）
を含むとともに、
溶融ガラス中で価数変動する金属の酸化物を合計で０．１～１．５％含み、
Ａｓ２Ｏ３、Ｓｂ２Ｏ３およびＰｂＯを実質的に含まないガラスからなる請求項１に記載
の表示装置用ガラス基板の製造方法。
【請求項３】
　ガラス中のＲ’２Ｏの含有量が０．２０％以上０．５％以下である請求項１または請求
項２に記載の表示装置用ガラス基板の製造方法。
【請求項４】
　ガラスが、Ｒ’２ＯとしてＫ２Ｏを含み、実質的にＬｉ２ＯおよびＮａ２Ｏを含まない
ガラスからなる請求項１～請求項３のいずれかに記載の表示装置用ガラス基板の製造方法
。
【請求項５】
　ガラスが、溶融ガラス中で価数変動する金属の酸化物として酸化スズ、酸化鉄および酸
化セリウムから選ばれる少なくとも１種を含むガラスからなる請求項１～請求項４のいず
れかに記載の表示装置用ガラス基板の製造方法。
【請求項６】
　ガラス中の酸化スズの含有量が０．０１～０．５％の範囲内にある請求項５に記載の表
示装置用ガラス基板の製造方法。
【請求項７】
　ガラス中の酸化鉄の含有量が０．０５～０．２％の範囲内にある請求項５または請求項
６に記載の表示装置用ガラス基板の製造方法。
【請求項８】
　ガラス中の酸化セリウムの含有量が０～１．２％の範囲内にある請求項５～請求項７の
いずれかに記載の表示装置用ガラス基板の製造方法。
【請求項９】
　ガラス中における硫黄酸化物の含有量がＳＯ３換算で０質量％以上０．０１０質量％未
満に制限されている請求項１～請求項８のいずれかに記載の表示装置用ガラス基板の製造
方法。
【請求項１０】
　ガラス中におけるハロゲン化物イオンの含有量が合計で０質量％以上０．０５質量％未
満に制限されている請求項１～請求項９のいずれかに記載の表示装置用ガラス基板の製造
方法。
【請求項１１】
　密度が２．４９ｇ／ｃｍ３以下であるガラスからなる請求項１～請求項１０のいずれか
に記載の表示装置用ガラス基板の製造方法。
【請求項１２】
　ガラスが、５０℃から３００℃までの線熱膨張係数が２８×１０-7～３９×１０-7／℃
であるガラスからなる請求項１～請求項１１のいずれかに記載の表示装置用ガラス基板の
製造方法。
【請求項１３】
　請求項１～請求項１２のいずれかに記載の方法により得られた表示装置用ガラス基板を
有することを特徴とする表示装置。
【請求項１４】
　表示装置が液晶表示装置である請求項１３に記載の表示装置。
【請求項１５】
　質量％表示で、
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　　ＳｉＯ２ 　　５０～７０％、
　　Ｂ２Ｏ３　　　　５～１８％、
　　Ａｌ２Ｏ３　　１０～２５％、
　　ＭｇＯ　　　　０～１０％、
　　ＣａＯ　　　　０～２０％、
　　ＳｒＯ　　　　０～２０％、
　　ＢａＯ　　　　０～１０％、
　　ＲＯ　　　　　５～２０％
（ただしＲはＭｇ、Ｃａ、ＳｒおよびＢａから選ばれる少なくとも１種である）、
　　Ｒ’２Ｏ　　　　０．２０％以上２．０％以下
（ただしＲ’はＬｉ、ＮａおよびＫから選ばれる少なくとも１種である）
を含むとともに、
溶融ガラス中で価数変動する金属の酸化物を合計で０．０５～１．５％含み、ガラスが、
溶融ガラス中で価数変動する金属酸化物として酸化スズを必須成分として含み、
Ａｓ２Ｏ３、Ｓｂ２Ｏ３およびＰｂＯを実質的に含まず、不純物として含む場合を除きガ
ラス中にハロゲン化物イオンを含まないガラスからなることを特徴とする表示装置用ガラ
ス基板。
【請求項１６】
　質量％表示で、
　　ＳｉＯ２ 　　５５～６５％、
　　Ｂ２Ｏ３　　　１０～１４％、
　　Ａｌ２Ｏ３　　１５～１９％、
　　ＭｇＯ　　　　 １～３％、
　　ＣａＯ　　　 　４～７％、
　　ＳｒＯ　　　　 １～４％、
　　ＢａＯ　　　 　０～２％、
　　ＲＯ　　　　 　６～１６％
（ただしＲはＭｇ、Ｃａ、ＳｒおよびＢａから選ばれる少なくとも１種である）、
　　Ｒ’２Ｏ　　　　０．２０％以上２．０％以下
（ただしＲ’はＬｉ、ＮａおよびＫから選ばれる少なくとも１種である）
を含むとともに、
溶融ガラス中で価数変動する金属の酸化物を合計で０．１～１．５％含み、
ガラスが、溶融ガラス中で価数変動する金属酸化物として酸化スズを必須成分として含み
、
Ａｓ２Ｏ３、Ｓｂ２Ｏ３およびＰｂＯを実質的に含まず、不純物として含む場合を除きガ
ラス中にハロゲン化物イオンを含まないガラスからなる請求項１５に記載の表示装置用ガ
ラス基板。
【請求項１７】
　Ｒ’２Ｏの含有量が０．２０％以上０．５％以下である請求項１５または請求項１６に
記載の表示装置用ガラス基板。
【請求項１８】
　Ｒ’２ＯとしてＫ２Ｏを含み、実質的にＬｉ２ＯおよびＮａ２Ｏを含まないガラスから
なる請求項１５～請求項１７のいずれかに記載の表示装置用ガラス基板。
【請求項１９】
　溶融ガラス中で価数変動する金属の酸化物として酸化鉄および酸化セリウムから選ばれ
る少なくとも１種を含むガラスからなる請求項１５～請求項１８のいずれかに記載の表示
装置用ガラス基板。
【請求項２０】
　ガラス中の酸化スズの含有量が０．０１～０．５％の範囲内にある請求項１５～１９の
いずれかに記載の表示装置用ガラス基板。
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【請求項２１】
　ガラス中の酸化鉄の含有量が０．０５～０．２％の範囲内にある請求項１９または請求
項２０に記載の表示装置用ガラス基板。
【請求項２２】
　ガラス中の酸化セリウムの含有量が０～１．２％の範囲内にある請求項１９～請求項２
１のいずれかに記載の表示装置用ガラス基板。
【請求項２３】
　ガラス中における硫黄酸化物の含有量がＳＯ３換算で０質量％以上０．０１０質量％未
満に制限されている請求項１５～請求項２２のいずれかに記載の表示装置用ガラス基板。
【請求項２４】
　ガラス中におけるハロゲン化物イオンの含有量が合計で０質量％以上０．０５質量％未
満に制限されている請求項１５～請求項２３のいずれかに記載の表示装置用ガラス基板。
【請求項２５】
　密度が２．４９ｇ／ｃｍ３以下であるガラスからなる請求項１５～請求項２４のいずれ
かに記載の表示装置用ガラス基板。
【請求項２６】
　５０℃から３００℃までの線熱膨張係数が２８×１０-7～３９×１０-7／℃であるガラ
スからなる請求項１５～請求項２５のいずれかに記載の表示装置用ガラス基板。
【請求項２７】
　請求項１５～請求項２６のいずれかに記載の表示装置用ガラス基板を有することを特徴
とする表示装置。
【請求項２８】
　表示装置が液晶表示装置である請求項２７に記載の表示装置。
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